Solution for researching

Cesta De Limpeza De Wafers Em Ptfe Personalizada, Resistente

A Produtos Quimicos, Suporte Em Fluoropolimero Para

Gravacao De Semicondutores E Processamento De Nova

Energia

Numero do item: PL-CP149

introducao

Otimize sua fabricacao de semicondutores e
nova energia com cestas de limpeza de wafers
em PTFE personalizadas. Projetadas para
resisténcia quimica extrema durante a gravacao

Saiba mais

e limpeza RCA, esses suportes de
fluoropolimero de alta pureza garantem a
integridade do processo e durabilidade de longo
prazo em ambientes industriais exigentes.

Limpeza RCA de
Semicondutores

Gravagédo com Acido
Fluoridrico (HF)

Texturizacao Fotovoltaica

Processamento com Solucdo
Piranha

Enxague P6s-CMP

Preparacao de
Semicondutores Compostos

Carregamento de Reator de
Microcanais

Desenvolvimento de
Litografia

Detalhe da Especificacdo para PL-CP149

Identificador do Modelo
Construcao do Material
Método de Fabricacido
Compatibilidade Quimica

Faixa de Temperatura
Operacional

Compatibilidade com Wafers

Limpeza sequencial de wafers de silicio usando solugdes SC-1 e SC-2 para

remover contaminantes organicos e metalicos.

Remocéao de dxidos nativos ou gravagdo controlada de camadas de diéxido de

silicio nas superficies dos wafers.

Gravagao quimica Umida de wafers de silicio monocristalino ou policristalino

para criar superficies de aprisionamento de luz.

Remocéao agressiva de residuos organicos e fotoresist usando &cido sulftrico e

perdxido de hidrogénio.

Limpeza critica de wafers ap6s polimento quimico-mecanico para remover

polpas abrasivas.

Limpeza especializada de wafers de GaAs ou InP para fabricagdo avangada de

dispositivos eletronicos e optoeletronicos.

Posicionamento de substratos dentro de camaras de reagao personalizadas

para deposicao controlada de vapor quimico ou fase liquida.

Segura substratos durante o desenvolvimento e remogao de camadas de

fotoresist em fluxos de trabalho de microfabricagéo.

Série PL-CP149
PTFE (Politetrafluoretileno) 100% Virgem de Alta Pureza
Usinagem CNC Totalmente Personalizada

Universal (Acidos, Bases, Solventes, Oxidantes, HF)

-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Personalizével para tamanhos de 2", 3", 4", 6", 8", 12" ou tamanhos n&o

padronizados

Contaminacao zero e resisténcia a misturas de
amonia/perdxido.

Resisténcia absoluta ao HF, que dissolveria alternativas de
vidro ou quartzo.

O alinhamento consistente das ranhuras garante
texturizagdo uniforme em grandes lotes.

Resiste a reagdes exotérmicas extremas e acidez de alta
temperatura.

Superficies lisas e alta drenagem previnem a redeposicao
de particulas.

Geometria de ranhura personalizdvel para espessuras e
tamanhos de wafer ndo padronizados.

Dimensdes sob medida permitem encaixe perfeito em
configuragdes laboratoriais personalizadas.

A resisténcia a solventes garante que o suporte néo se
degrade ou liberte gases durante o processo.
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Parametro Detalhe da E cificacdo para PL-CP149

Configuracao das Ranhuras Totalmente Personalizavel (Passo, largura e profundidade variaveis)
Numero de Ranhuras Definido conforme requisito do cliente (ex.: capacidade para 10, 25, 50)
Design da Alca Integrada, Destacével ou Estendida (Comprimento personalizavel)
Acabamento da Superficie Acabamento usinado liso, de baixa porosidade

Padrao de Pureza Adequado para Andlise de Tracos e uso em Sala Limpa Classe 10/100
Recursos de Drenagem Orificios de drenagem inferior/lateral personalizéveis
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